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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転写テープであって、
　第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物を含む接着層を含み、
　前記光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含み、
　前記第１の主表面又は前記第２の主表面のうちの少なくとも１つは、該表面上に微細構
造化パターンを有し、前記微細構造化パターンは接着面の永続的な特徴となっており、前
記微細構造化表面は光の方向を変更し、
　前記架橋高分子組成物は、
　２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、
　２０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分と
を含み、
　前記低Ｔｇ高分子成分の官能基及び前記高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸
－塩基相互作用を形成する、転写テープ。
【請求項２】
　前記接着層は、１．４～１．８の範囲の屈折率を有する、請求項１に記載の転写テープ
。
【請求項３】
　物品であって、
　少なくとも１つの外面を有する基材と、
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　前記基材表面に接着した転写テープと
を含み、
　前記転写テープは、第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物を含む接着層
を含み、
　前記光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含み、
　前記第１の主表面又は前記第２の主表面のうちの少なくとも１つは、該表面上に微細構
造化パターンを有し、前記微細構造化パターンは接着面の永続的な特徴となっており、前
記微細構造化表面は光の方向を変更し、
　前記架橋高分子組成物は、
　２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、
　２０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分と
を含み、
　前記低Ｔｇ高分子成分の官能基及び前記高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸
－塩基相互作用を形成する、物品。
【請求項４】
　前記物品は、導光体を含む、請求項３に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して転写テープに関し、特に少なくとも１つの微細構造化表面を有する転
写テープに関する。転写テープは、光学的に活性であり得る。
【背景技術】
【０００２】
　接着剤は、種々のマーキング、保持、保護、封止、及び遮蔽目的のために使用されてい
る。接着テープは、一般に、裏材、又は基材、及び接着剤を含む。転写テープと呼ばれる
１つの特定の種類のテープは、裏材を含まないが、独立型の接着層である。テープに使用
される接着剤の種類の中には、感圧性接着剤及び加熱活性化接着剤があるが、感圧性接着
剤がより一般的である。
【０００３】
　感圧性接着剤は、室温で（１）強力かつ永続的粘着力、（２）指圧以下の圧力による接
着力、（３）被着体を保持する十分な能力、及び（４）被着体からきれいに取り外すのに
十分な貼着力を含む特定の特性を有することが当業者には周知である。感圧性接着剤とし
て十分な機能を有することがわかっている材料は、粘着力、引き剥がし接着力、及び剪断
強度の所望のバランスを得るうえで必要な粘弾特性を示すように設計及び配合されたポリ
マーである。感圧性接着剤の調製に最も一般的に用いられるポリマーは、天然ゴム、合成
ゴム（例えば、スチレン／ブタジエンコポリマー（ＳＢＲ）及びスチレン／イソプレン／
スチレン（ＳＩＳ）ブロックコポリマー）、種々の（メタ）アクリレート（例えば、アク
リレート及びメタクリレート）コポリマー、及びシリコーンである。これらの部類の材料
はそれぞれ、利点と不利点を有する。
【０００４】
　加熱活性化接着剤は、室温で非粘着性であるが、高温で粘着性になり、基材に結合でき
るようになる。これらの接着剤は、通常、室温より高いＴｇ（ガラス転移温度）又は融点
（Ｔｍ）を有する。温度がＴｇ又はＴｍよりも高くなるとき、貯蔵弾性率は通常低下し、
接着剤は粘着性になる。
【０００５】
　製造された接着剤物品の中には、微細構造化表面を含む接着剤物品がある。微細構造化
表面は、微細構造化成形工具又は微細構造化剥離ライナーと接触することによって、接着
層上に付与され得る。米国特許第５，６５０，２１５号（Ｍａｚｕｒｅｋら）は、微細構
造化表面を有する感圧性接着剤を調製する方法を教示している。微細構造化表面は、一時
的な再配置性、永続的な再配置性、及び自己剥離性といった有用な特性を提供し得る。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　転写テープ、及び物品（特に光学物品）を製造するための転写テープの使用方法を含む
、転写テープの使用が本明細書で開示される。転写テープから調製される物品（特に光学
物品）も開示される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　開示される転写テープのいくつかの実施形態は、第１の主表面及び第２の主表面を有す
る接着層を含む。接着層は、光透過性組成物を含み、第１の主表面又は第２の主表面のう
ちの少なくとも１つは、その表面上に微細構造化パターンを有し、この微細構造化パター
ンは接着面の永続的な特徴となっている。微細構造化表面は、光の方向を変更する。光透
過性組成物は、架橋高分子組成物を含む。いくつかの実施形態では、架橋高分子組成物は
、２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、２
０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分とを含み
、低Ｔｇ高分子成分の官能基及び高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸－塩基相
互作用を形成する。
【０００８】
　物品を製造する方法も開示され、いくつかの実施形態では、その方法は、接着層及び剥
離ライナーを含む転写テープを調製する工程と、転写テープを基材に取り付ける工程と、
転写テープの剥離ライナーを取り除く工程とを含む。転写テープは、第１の主表面及び第
２の主表面を有する接着層を含む。接着層は、光透過性組成物を含み、第１の主表面又は
第２の主表面のうちの少なくとも１つは、その表面上に微細構造化パターンを有し、この
微細構造化パターンは接着面の永続的な特徴となっている。微細構造化表面は、光の方向
を変更する。光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含む。いくつかの実施形態では、架
橋高分子組成物は、２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ
高分子成分と、２０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高
分子成分とを含み、低Ｔｇ高分子成分の官能基及び高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合す
ると、酸－塩基相互作用を形成する。
【０００９】
　物品も開示されており、いくつかの実施形態では、物品は、少なくとも１つの外面を有
する基材、及び基材表面に接着した転写テープを含む。転写テープは、第１の主表面及び
第２の主表面を有する接着層を含む。接着層は、光透過性組成物を含み、第１の主表面又
は第２の主表面のうちの少なくとも１つは、その表面上に微細構造化パターンを有し、こ
の微細構造化パターンは接着面の永続的な特徴となっている。微細構造化表面は、光の方
向を変更する。光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含む。いくつかの実施形態では、
架橋高分子組成物は、２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔ
ｇ高分子成分と、２０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ
高分子成分とを含み、低Ｔｇ高分子成分の官能基及び高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合
すると、酸－塩基相互作用を形成する。いくつかの実施形態では、物品は光導体を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本出願は、添付図面と関連させて、本開示の様々な実施形態の以下の詳細な説明を考慮
すると、更に完全に理解され得る。
【図１】導光モジュール及び発光ダイオードアレイを含むバックライトの１つの実施形態
の略平面図を示す。
【図２】導光モジュールの別の実施形態の略平面図を示す。
【図３】導光モジュールの別の実施形態の略平面図を示す。
【図４Ａ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図４Ｂ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
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【図４Ｃ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図４Ｄ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図４Ｅ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図４Ｆ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図５Ａ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図５Ｂ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図５Ｃ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図５Ｄ】微細構造化表面の様々な実施形態の略断面図を示す。
【図６】光導体の代表的な実施形態の写真を示す。
【００１１】
　以下の例示的実施形態の説明においては、本開示を実施することが可能な異なる実施形
態を実例として示す添付図面を参照する。本開示の範囲から逸脱することなく実施形態を
利用することが可能であり、構造上の変更が行われうる点は理解されるべきである。図は
必ずしも原寸に比例していない。図中、用いられる同様の番号は同様の成分を示すものと
する。しかしながら、特定の図中のある要素を示す数字の使用は、同じ数字によって示さ
れる別の図中のその要素を限定しようとするものではないことは理解されるであろう。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　「転写テープ」とも呼ばれる両面テープは、両露出面上に接着剤を有する接着剤テープ
である。いくつかの転写テープでは、露出面は単に、単一の接着層の２つの表面である。
その他の転写テープは、同じであっても異なっていてもよい少なくとも２つの接着層を有
する多層転写テープであり、場合によっては、接着層でなくてもよい層を介在する。本開
示では、転写テープは、接着剤の単一層を含んで調製される。転写テープは、微細構造化
表面である少なくとも１つの面を有する。
【００１３】
　典型的には、転写テープは、異なる２つの基材を接着するのに使用されるため、つまり
は、基材／転写テープ／異なる基材を含む３層の積層体を形成するのに使用される。この
種類の積層体は、例えば、紙、シート、フィルム、板などの幅広い基材を使用して形成さ
れる。それとは対照的に、本開示の転写テープは、一般的には異なる２つの基材を互いに
接着せずに、１つの基材に接着し、基材に接着しない露出した外面を有する。露出した外
面は、微細構造化表面を含む。典型的には、この微細構造化表面は、その微細構造化形状
を残し、微細構造化接着面によくある流出又は崩壊がないように設計される。
【００１４】
　本開示の転写テープは、異なる２つの基材を接着するのではなく、１つの基材に接着し
て基材に微細構造化表面層を提供する。この特徴は、構造化表面を有する様々な異なる物
品を提供するのに使用され得る。本開示の転写テープとともに調製され得る物品の種類の
中には、「光導体」がある。光導体は、損失を最小限に抑えて、光源からある程度離れた
地点まで光を送るように設計されている。光は、全反射によって、光導体を通って伝達さ
れる。光導体は、バックライト装置及び照明器具などの多岐にわたる装置で使用される。
【００１５】
　バックライト、及びいくつかの照明器具は、光源を使用して、光を光導体の入力面に入
射し、光導体の出力面上に照明を拡散させる。出力面の例としては、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）パネルが挙げられる。ＬＣＤなどの多くのバックライト装置は、バックライトに
冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）を利用する。近年、製造業者は、ＣＣＦＬを、ＣＣＦＬよ
りもエネルギー効率がよくかつ環境に優しい発光ダイオード（ＬＥＤ）などの他の種類の
光源に替え始めている。
【００１６】
　ディスプレイパネルにおけるバックライト用途において、ＣＣＦＬとＬＥＤとの主な違
いは、ＣＣＦＬは、直線状に空間光を連続的に放出するのに対して、ＬＥＤは、ＬＥＤラ
イトバーに間隔を空けて配列された単一光源を連結させるところである。このようにして
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、典型的には、ＣＣＦＬは均一な照明を提供する。一方、ＬＥＤライトバーは、一般的に
は、光源として単一高効率ＬＥＤを含むアレイから構成され、隣接するＬＥＤ間の距離が
開くごとに、各ＬＥＤの真正面の特定領域がより明るく見え、ＬＥＤ間の領域がより暗く
見えるため、結果としてＬＥＤに最も近い光導体の領域の明るさが不均一となる。
【００１７】
　この明るさの不均一性は、国際公開第２０１１／０９１０２６号で扱われている。本公
開特許では、受光する入力面を有する光導体を含む導光モジュールが記載されている。導
光モジュールは、第１の表面及び第２の表面を有する構造化表面層も含み、ここで、第１
の表面は、接着剤、溶接、又は他の好適な技術によって光導体の入力面に取り付けられて
いる。第２の表面は、光導体面に入射光を拡散することができる微細構造体を含み、発光
ダイオードのアレイから放出された光を受光するように配置されている。本国際公開特許
は、ＬＥＤによって引き起こされる明るさの不均一性を防ぐための、入力面を射出成形し
て凸部又は凹部を作製することによる光拡散技術が記載されている。しかしながら、この
技術は複雑であり、微細構造化表面を作製するのに、特に比較的大きな表面においてあま
り効果的ではないため、この国際公開によって教示される、分離した構造化表面層を作成
し、及びそれを入力面に取り付ける技術は、本開示の転写テープ技術よりも望ましくない
。
【００１８】
　本開示において、転写テープは、構造化表面層である接着層を含む。このようにして、
構造化表面層は、構造化表面層を光導体の入力面に取り付けるための接着剤でもある。構
造化表面層である転写テープには、多くの利点がある。１つの利点は、転写テープは、構
造化表面層を入力面に取り付けるための更なる接着層を必要としないことである。更なる
接着層を使用することで、光の通過において、更に２つの境界面（構造化表面層が接着剤
に取り付けられる境界面及び接着剤が入力面に取り付けられる境界面）が加わる。各境界
面は、結果として光が損失する更なる反射をもたらすことがある。別の同様の利点は、構
造化表面層と接着剤とを単一構造に一体化することは、一体化された構造が単一の材料組
成を含むことを意味するということである。境界面における光の損失と同様に、光は、異
なる材料の層を通過する際、散乱、回析、反射などによっても損失する。構造化表面層と
して転写テープを使用する更なる別の利点は、構造化表面層として微細構造化接着層を使
用することで、製造及び取扱いを容易にすることが可能となることである。典型的には、
接着剤組成物は、剥離ライナーなどの構造化剥離表面上にコーティングされて転写テープ
が作製される。次に、転写テープは、所望の寸法及び形状に切断され、剥離ライナーによ
って保護される微細構造化表面を有する使用部位まで移送され、テープとして入力面に適
用され得る。最終的に、転写テープは接着剤であるため、入力面が研磨などの更なる調製
工程を経る必要なく、入力面における欠陥に被せることができる。典型的には、スクラッ
チ、バンプ、凹みなどの、入力面における欠陥は、平滑な表面が適切に光を伝達するため
に、取り除く必要がある。しかしながら、構造化表面層は接着剤であるため、接着面は、
入力面上のスクラッチ及び凹みに充填され、バンプを囲んで、これらの欠陥に被せ、特に
、接着剤の屈折率が入力面の屈折率とよく似ている又は合致する場合、構造化表面層を分
離された層ではなく、入力面の拡張部分の一部とする。この特性は、光導体の作製に必要
とされるプロセスを単純化し、入力面における面倒で高価な研磨工程を省く。
【００１９】
　別途記載のない限り、本明細書及び添付の「特許請求の範囲」で使用される構造のサイ
ズ、量、及び物理的特性を表わす数字はすべて、いずれの場合においても「約」なる語に
よって修飾されているものとして理解されるべきである。それ故に、そうでないことが示
されない限り、前述の明細書及び添付の「特許請求の範囲」で示される数値パラメーター
は、当業者が本明細書で開示される教示内容を用いて、目標対象とする所望の特性に応じ
て、変化し得る近似値である。終点による数の範囲の記述は、その範囲内（例えば、１～
５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、及び５を含む）及びその範囲内の
任意の範囲に包含される全ての数を含む。
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【００２０】
　本明細書及び添付の「特許請求の範囲」において使用するとき、その内容に別段の明確
な指示がない限り、「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」という単数形には、複数の指示物
を有する実施形態が包含される。例えば、「層」は、１つ、２つ以上の層を有する実施形
態を包含する。本明細書及び添付の「特許請求の範囲」で使用するとき、用語「又は」は
、その内容によって別段の明確な指示がなされていない場合は、一般に「及び／又は」を
含む意味で用いられる。
【００２１】
　用語「接着剤」は、本明細書で使用するとき、２つの被着体とともに接着するのに有用
なポリマー組成物を指す。接着剤の例は、加熱活性化接着剤及び感圧性接着剤である。
【００２２】
　加熱活性化接着剤は、室温で非粘着性であるが、高温で粘着性になり、基材に結合でき
るようになる。これらの接着剤は、通常、室温より高いＴｇ（ガラス転移温度）又は融点
（Ｔｍ）を有する。温度がＴｇ又はＴｍよりも高くなるとき、貯蔵弾性率は通常低下し、
接着剤は粘着性になる。
【００２３】
　感圧性接着剤組成物は、（１）攻撃的及び永久的粘着力、（２）指圧以下の圧力による
接着力、（３）被着体を保持する十分な能力、及び（４）被着体からきれいに取り外すの
に十分な貼着力を含む特性を有することが当業者には周知である。感圧性接着剤として十
分な機能を有することがわかっている材料は、粘着力、剥離接着力、及び剪断保持力の所
望のバランスを得るうえで必要な粘弾性を示すように設計及び配合されたポリマーである
。特性の適切なバランスを得ることは単純なプロセスではない。
【００２４】
　本明細書で使用するとき、用語「ＬＥＤ」は、従来のＬＥＤ及びレーザーを単体で又は
組み合わせて含む、任意の固体光源を意味する。これは、パッケージ化されたＬＥＤ及び
パッケージ化されていないＬＥＤの両方を含む。これには、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及
び青色ＬＥＤなどを個々に若しくは組み合わせた、単色ビンのＬＥＤ、多色ビンのＬＥＤ
、又は異なる色のＬＥＤを含む。ＬＥＤは、蛍光体、量子ドットなどの色変性材料、又は
他の色変性材料によって改良され得る。
【００２５】
　本明細書で使用するとき、用語「微細構造体」は、特徴の少なくとも２つの次元が微視
的である特徴の構成を意味する。したがって、特徴の局所図及び／又は断面図は、微視的
でなくてはならない。
【００２６】
　本明細書で使用するとき、用語「微視的」は、その形を決定するために任意の視野面か
ら見たときに光学的補助を裸眼に必要とする程度まで十分に小さい寸法の特徴を指す。１
つの判定基準は、Ｗ．Ｊ．Ｓｍｉｔｈ著、「Ｍｏｄｅｒｎ　Ｏｐｔｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅ
ｒｉｎｇ」（ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ，１９６６，１０４～１０５ページ）には、視力は
「．．．認識可能な最小文字の角サイズの観点で定義及び測定する。」と記載されている
。正常視力は、認識可能な最小文字が網膜上に５分の円弧の高低角となる場合であると考
えられる。２５０ｍｍ（１０インチ）の典型的な作動距離において、これは、この対象に
対して０．３６ｍｍ（０．０１４５インチ）の横寸法をもたらす。
【００２７】
　本明細書で使用するとき、「永続的微細構造」及び「微細構造化パターンは、接着面の
永続的な特徴である」という表現は互換的に使用され、接着面上の微細構造は、経時的に
消失又は崩壊しないように設計されていることを意味する。典型的には、特に光透過性接
着剤を有する微細構造化接着面は、一時的にのみ残って空気を排出した後、崩壊し、消失
するように設計されている。
【００２８】
　本明細書で使用するとき、フィルムを参照する場合、用語「光学的に活性」は、フィル
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ムが光学的効果をもたらすことを意味する。光学的効果をもたらすフィルムの例としては
、透明なフィルム、並びに、例えば光拡散、光反射、及び光偏光などの更なる光学的効果
をもたらすフィルムが挙げられる。
【００２９】
　本明細書で使用するとき、用語「シリコーン変性」とは、シリコーンマクロマーを含有
するポリマーを指す。マクロマーは、高分子量モノマーである。用語「シリコーン」又は
「シロキサン」は互換的に用いられ、ジアルキル又はジアリールシロキサン（－ＳｉＲ２

Ｏ－）反復単位を有する単位を指す。
【００３０】
　本明細書で使用するとき、用語「Ｔｇ」は、ポリマー又はポリマーを含有する混合物の
ガラス転移温度を指す。ガラス転移温度は、示差走査熱量計（ＤＳＣ）を使用して測定さ
れる。
【００３１】
　用語「アルキル」は、飽和炭化水素であるアルカンのラジカルである一価の基を指す。
アルキルは、直鎖、分枝鎖、環状又はそれらの組み合わせであることができ、通常、１～
２０個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～１８個、
１～１２個、１～１０個、１～８個、１～６個、又は１～４個の炭素原子を含有する。ア
ルキル基の例としては、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イ
ソブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－ペンチル、ｎ－ヘキシル、シクロヘキシル、ｎ－ヘプ
チル、ｎ－オクチル、及びエチルヘキシルが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３２】
　用語「アリール」は、芳香族及び炭素環である一価の基を指す。アリールは、芳香環と
結合又は縮合した１～５個の環を有し得る。他の環構造は、芳香族、非芳香族、又はこれ
らの組み合わせであり得る。アリール基の例としては、フェニル、ビフェニル、テルフェ
ニル、アンスリル、ナフチル、アセナフチル、アントラキノニル、フェナンスリル、アン
トラセニル、ピレニル、ペリレニル、及びフルオレニルが挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【００３３】
　用語「（メタ）アクリレート」は、アルコールのモノマー性アクリル酸又はメタクリル
酸エステルを指す。アクリレート及びメタクリレートモノマー又はオリゴマーは、本明細
書で「（メタ）アクリレート」と呼ばれる。「（メタ）アクリレート系」として記載され
るポリマーは、（メタ）アクリレートモノマーから主に（５０重量％を超えて）調製され
るポリマー又はコポリマーであり、更にエチレン性不飽和モノマーを含み得る。
【００３４】
　別途記載のない限り、「光透過性」とは、可視光線スペクトル（約４００～約７００ｎ
ｍ）の少なくとも一部にわたって高い光透過率を有する物品、フィルム又は接着剤組成物
を指す。用語「透明なフィルム」は、厚さを有するフィルムを指し、フィルムが基材上に
配置されると、（基材上に又は基材に隣接して配置された）画像は、透明なフィルムの厚
さを通して目に見える。多くの実施形態では、透明なフィルムは、画像透明度を実質的に
損失せず、画像をフィルムの厚さを通して見ることを可能にする。いくつかの実施形態に
おいて、透明なフィルムはマット又は光沢仕上げを有する。
【００３５】
　別途記載のない限り、「光学的に透明」は、可視光線スペクトル（約４００～約７００
ｎｍ）の少なくとも一部にわたって高い光透過性を有し、低い曇り度を呈する、接着剤又
は物品を指す。
【００３６】
　本明細書で使用するとき、層又はフィルムを参照する場合、用語「隣接する」は、層又
はフィルムが互いにごく近接してそれらの間に空間がないことを意味する、層又はフィル
ムは接触していてもよく、又は、介在する層又はフィルムがあってもよい。
【００３７】
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　本開示の転写テープは、第１の主表面及び第２の主表面を有する接着層を含む。第１の
主表面又は第２の主表面のうちの少なくとも１つは、その表面上に微細構造化パターンを
有し、この微細構造化パターンは、接着面の永続的な特徴となっている。接着層は、光透
過性組成物を含む。この組成物は、架橋高分子組成物を含む。組成物の架橋は、接着面の
永続的な特徴として、微細構造化パターンの保持に役立つ。架橋は、化学結合が高分子成
分を連結する化学的架橋であってよく、又は、いくつかの実施形態では、高分子組成物の
高分子成分間に相互作用がある物理的架橋であってよい。これらの相互作用は、イオン性
相互作用（１つの高分子成分の電気陰性セグメントと別の高分子成分の電気陽性セグメン
トの間の相互作用など）、又は高分子組成物の高分子成分の化学的に同様のセグメントか
ら相分離されたミクロドメインをもたらす物理的相互作用であり得る。架橋（メタ）アク
リレートポリマーは、好適な架橋高分子組成物の例である。
【００３８】
　多くの実施形態では、光透過性組成物は、光透過性組成物を形成するために一緒にブレ
ンドされる少なくとも２つの成分を含む。２つの成分は、２０℃未満のＴｇを有する低Ｔ
ｇ高分子成分及び２０℃を超えるＴｇを有する高Ｔｇ高分子成分である。これらの２つの
成分はそれぞれ、本開示が架橋を含むために、２つの成分を混合すると、酸－塩基相互作
用を形成するように、酸性官能基又は塩基性官能基のいずれかを含有する。高分子成分間
に存在する酸－塩基相互作用は、ルイス酸－塩基相互作用として記載され得る。ルイス酸
－塩基相互作用は、一方の化学成分が電子受容体（酸）であるとともに、他方が電子供与
体（塩基）であることが要求される。電子供与体は、非共有電子対を供給し、電子受容体
は、更なる非共有電子対を収容し得る軌道系を与える。以下の一般式は、ルイス酸－塩基
相互作用を説明する：
　Ａ（酸）＋：Ｂ（塩基）→Ａ：Ｂ（酸－塩基複合物）
【００３９】
　酸－塩基複合物の形成によるこの架橋は化学的ではなく、物理的なものであり、すなわ
ち、高分子成分間に化学結合は形成されない。これらの物理的架橋は、可逆的であるとい
う利点を有する。これによって、成分の混合物は、溶媒系又は溶媒を用いない方法のいず
れかによってより容易に加工することが可能となる。溶液中、又は溶融状態中、物理的架
橋は非常に弱いか、又は存在しないが、冷却又は乾燥時に、物理的架橋は自発的に形成さ
れ、成分の混合物を架橋集合体とする。この物理的架橋は、米国特許出願公開第２００４
／０２０２８７９号（Ｘｉａら）に記載されている。
【００４０】
　この物理的架橋に組み込むのに好適な他の材料は、米国特許出願公開第２０１１／００
３９０９９号（Ｓｈｅｒｍａｎら）に記載されており、シリコーン変性接着剤ブレンドが
記載されている。本公開特許におけるシリコーン変性接着剤ポリマーは、ビニル官能性シ
リコーンマクロマーを共重合することで調製されるシリコーングラフトを含有する。これ
らの材料において、シリコーングラフトは、接着層に一時的な再配置性を与える。シリコ
ーン変性接着剤ブレンドの別の利点は、シリコーングラフトは、空気又は剥離ライナーな
どの低表面エネルギー材料が存在すると、接着層面に移動する傾向があるが、基材に対向
して配置されると、接着剤のバルク中に移動すると思われる点である。本開示の転写テー
プは、上述のように、２つの基材をともに接着することを意図していないため、接着剤の
微細構造化表面は、剥離ライナー及び空気とのみ接触し、そのために、シリコーングラフ
トは微細構造化表面上に残る傾向がある。微細構造化表面に又は微細構造化表面付近にシ
リコーングラフトが存在することは、シリコーングラフトが微細構造化表面を脱粘着化さ
せることができ、また微細構造化表面の屈折率を高める傾向もある場合があるために、有
利となり得る。高分子成分の一方又は両方は、シリコーンマクロマーから作成され得るが
、典型的には、シリコーンマクロマーを有する低Ｔｇ高分子成分のみを変性する、すなわ
ち、低Ｔｇ高分子成分をシリコーン変性するのがより望ましい。
【００４１】
　２つの成分ブレンドのうちの第１の成分は、２０℃未満のＴｇを有する低Ｔｇ高分子成
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分である。この低Ｔｇ高分子成分は、低Ｔｇポリマーであってよく、ポリマーの混合物で
あってよく、又は更なる添加剤を有するポリマー又はポリマーの混合物であってよい。ポ
リマー（類）及び任意の添加剤は、生じた混合物が所望の低Ｔｇ高分子成分を形成するの
に十分な相溶性を有していなければならない。低Ｔｇ高分子成分は、一般的には、第２の
高分子成分と上述の酸－塩基相互作用を形成できるように、酸性官能基又は塩基性官能基
を有する。換言すれば、第１の高分子成分が酸性官能基を有する場合、第２の高分子成分
は、高分子成分間に酸－塩基相互作用が存在するように、相補的な官能基（塩基性官能基
）を有するであろう。同様に、第１の高分子成分が塩基性官能基を有する場合、第２の高
分子成分は酸性官能基を有するであろう。いくつかの実施形態では、低Ｔｇ高分子成分は
感圧性接着剤である。低Ｔｇ高分子成分が感圧性接着剤であるいくつかの実施形態では、
感圧性接着剤は、１つ以上のポリマー及び１つ以上の粘着付与樹脂を含む。
【００４２】
　２つの成分ブレンドの第２の成分は、２０℃を超えるＴｇを有する高Ｔｇ高分子成分で
ある。この高Ｔｇ高分子成分は、高Ｔｇポリマーであってよく、ポリマーの混合物であっ
てよく、又は更なる添加剤を有するポリマー又はポリマーの混合物であってよい。ポリマ
ー（類）及び任意の添加剤は、生じた混合物が所望の高Ｔｇ高分子成分を形成するのに十
分な相溶性を有していなければならない。高Ｔｇ高分子成分は、一般的には、第１の高分
子成分と上述の酸－塩基相互作用を形成できるように、酸性官能基又は塩基性官能基を有
する。換言すれば、第１の高分子成分が酸性官能基を有する場合、第２の高分子成分は、
高分子成分間に酸－塩基相互作用が存在するように、相補的な官能基（塩基性官能基）を
有するであろう。同様に、第１の高分子成分が塩基性官能基を有する場合、第２の高分子
成分は酸性官能基を有するであろう。いくつかの実施形態では、高Ｔｇ高分子成分は高Ｔ
ｇポリマーを含む。
【００４３】
　低Ｔｇ高分子成分及び高Ｔｇ高分子成分から形成される組成物は、光透過性組成物を含
む。上述するように、光透過性とは、組成物が可視光線スペクトル（約４００～約７００
ｎｍ）の少なくとも一部分にわたって高い光透過率を有することを意味する。いくつかの
実施形態では、組成物は光学的に透明である。接着層を通過した光の方向が接着層によっ
て変わらないことが望ましいために、光透過性及び／又は光学的透明性であることが望ま
しい。換言すれば、上述及び下記のように、入射光は接着層の微細構造化表面によって方
向が変わるが、接着層のバルクに入る時、光は、接着層のバルクを通過することで、更に
方向を変えることがない。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、低Ｔｇ高分子成分及び高Ｔｇ高分子成分のうちの１つ又は両
方は、（メタ）アクリレートポリマー又はコポリマーを含む。（メタ）アクリレートポリ
マー及びコポリマーは、１つ以上の（メタ）アクリレートモノマーを重合することで生成
されるポリマーであり、ビニルモノマーなどの更なる共重合性モノマーを含み得る。
【００４５】
　（メタ）アクリレートモノマーは、非第３級アルキルアルコールの（メタ）アクリレー
トエステルである１官能性不飽和モノマーであり、このアルキル基は約１～約２０個、又
は更には約１～約１８個の炭素原子を含む。アルキル基は、ヘテロ原子（例えば、酸素又
は硫黄）も含み得る。好適な（メタ）アクリレートモノマーの例としては、ベンジルメタ
クリレート、ｎ－ブチルアクリレート、メタクリル酸ｎ－ブチル、シクロヘキシルアクリ
レート、シクロヘキシルメタクリレート、デシルアクリレート、２－エトキシエチルアク
リレート、２－エトキシエチルメタクリレート、エチルアクリレート、２－エチルヘキシ
ルアクリレート、エチルメタクリレート、ｎ－ヘキサデシルアクリレート、ｎ－ヘキサデ
シルメタクリレート、ヘキシルアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロ
キシエチルアクリレート、イソアミルアクリレート、イソボルニルアクリレート、イソボ
ルニルメタクリレート、イソブチルアクリレート、イソデシルアクリレート、イソデシル
メタクリレート、イソノニルアクリレート、イソオクチルアクリレート、イソオクチルメ
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タクリレート、イソトリデシルアクリレート、ラウリルアクリレート、ラウリルメタクリ
レート、２－メトキシエチルアクリレート、メチルアクリレート、メチルメタクリレート
、２－メチルブチルアクリレート、４－メチル－２－ペンチルアクリレート、１－メチル
シクロヘキシルメタクリレート、２－メチルシクロヘキシルメタクリレート、３－メチル
シクロヘキシルメタクリレート、４－メチルシクロヘキシルメタクリレート、オクタデシ
ルアクリレート、オクタデシルメタクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ｎ－オクチ
ルメタクリレート、２－フェノキシエチルメタクリレート、２－フェノキシエチルアクリ
レート、プロピルアクリレート、プロピルメタクリレート、ｎ－テトラデシルアクリレー
ト、ｎ－テトラデシルメタクリレート、及びこれらの混合物が挙げられるが、これらに限
定されない。
【００４６】
　使用される場合、ビニルモノマーとしては、ビニルエステル（例えば、酢酸ビニル）、
スチレン、置換スチレン（例えば、α－メチルスチレン）、ビニルハロゲン化物、プロピ
オン酸ビニル、及びこれらの混合物が挙げられる。他の有用なビニルモノマーとしては、
（メタ）アクリレート末端スチレンオリゴマー及び（メタ）アクリレート末端ポリエーテ
ルなどのマクロマー（メタ）アクリレート、国際公開第８４／０３８３７号及び欧州特許
出願第１４０９４１号に記載されているものなどが挙げられる。
【００４７】
　上述のように、シリコーンマクロマーを本開示の高分子成分に組み込むのが望ましく、
米国特許出願公開第２０１１／００３９０９９号（Ｓｈｅｒｍａｎら）に記載されるとお
りである。典型的には、モノマーの総重量の約０．０１～約５０％の量で、シリコーンマ
クロマーがコポリマーに組み込まれる。いくつかの実施形態では、シリコーンマクロマー
の量は、１～１０重量％、１～５重量％、又は更には３～５重量％である。
【００４８】
　シリコーンマクロマーは、一般式を有することができる。
　Ｗ（Ａ）ｎＳｉ（Ｒ６）３～ｍＱｍ

　式中、Ｗはビニル基であり、Ａは二価結合基であり、ｎは０又は１であり、ｍは１～３
の整数であり、Ｒ６は、水素、低級アルキル（例えば、メチル、エチル、又はプロピル）
、アリール（例えば、フェニル又は置換フェニル）、又はアルコキシであり、Ｑは、数平
均分子量が約５００超の一価シロキサン高分子部分であり、共重合条件下で本質的に無反
応である。
【００４９】
　このようなマクロマーは既知であり、米国特許第３，７８６，１１６号及び同第３，８
４２，０５９号に記載されているように、Ｍｉｌｋｏｖｉｃｈらによって開示された方法
によって調製され得る。ポリジメチルシロキサンマクロマーの調製及びそれに続くビニル
モノマーとの共重合は、Ｙ．Ｙａｍａｓｈｉｔａら、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｊ．１４，９１３
（１９８２）；ＡＣＳ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｅｐｒｉｎｔｓ　２５（１），２４５（１
９８４）；Ｍａｋｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．１８５，９（１９８４）によるいくつかの論文
、及び米国特許第４，６９３，９３５号（Ｍａｚｕｒｅｋ）に記載されている。このマク
ロモノマー調製法は、制御された分子量のリビングポリマーを形成するためにヘキサメチ
ルシクロトリシロキサンモノマーのアニオン重合を含み、重合性ビニル基を含有するクロ
ロシラン化合物を介して、停止反応が得られる。
【００５０】
　低Ｔｇ高分子成分は、高分子及び非高分子の両方である幅広い材料を含み得る。低Ｔｇ
高分子成分は、２０℃未満のガラス転移温度を有する。いくつかの実施形態では、低Ｔｇ
高分子成分のＴｇは、０℃未満、又は更には－１０℃未満である。典型的には、低Ｔｇ高
分子成分は、少なくとも１つのポリマーを含む。いくつかの実施形態では、低Ｔｇ高分子
成分は、ポリマーのブレンド又は混合物を含む。一般的には、低Ｔｇ高分子成分は、酸性
官能基又は塩基性官能基を含む。
【００５１】
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　いくつかの実施形態では、低Ｔｇ高分子成分は感圧性接着剤を含む。感圧性接着剤は、
少なくとも１つのポリマーを含み、他の添加剤を含有し得る。感圧性接着剤は、しばしば
コポリマーを含む。感圧性接着剤特性を得るために、コポリマーを調整して、生じるＴｇ
を約０℃未満にすることができる。特に好ましい感圧性接着剤コポリマーは（メタ）アク
リレートコポリマーである。かかるコポリマーは典型的に、ホモポリマーとして、約０℃
未満のＴｇを有する少なくとも１つのアルキル（メタ）アクリレートモノマーを、約４０
重量％～１００重量％含むモノマーから誘導される。コポリマーは、酸性、塩基性、又は
高Ｔｇコモノマーも含み得る。より典型的には、コポリマーは、ホモポリマーとして、約
０℃未満のＴｇを有する少なくとも１つのアルキル（メタ）アクリレートモノマーを、少
なくとも７０重量％、８５重量％、又は更には９０重量％含む。
【００５２】
　好適なアルキル（メタ）アクリレートモノマーの例としては、アルキル基が約４個～約
１２個の炭素原子を含むものであり、ｎ－ブチルアクリレート、２－エチルヘキシルアク
リレート、イソオクチルアクリレート、イソノニルアクリレート、イソデシル、アクリレ
ート、及びこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５３】
　有用な酸性モノマーとしては、エチレン性不飽和カルボン酸、エチレン性不飽和スルホ
ン酸、エチレン性不飽和ホスホン酸、及びこれらの混合物から選択されるものが挙げられ
るが、これらに限定されない。このような化合物の例としては、アクリル酸、メタクリル
酸、イタコン酸、フマル酸、クロトン酸、シトラコン酸、マレイン酸、オレイン酸、β－
カルボキシエチルアクリレート、２－スルホエチルメタクリレート、スチレンスルホン酸
、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、ビニルホスホン酸など、及びこ
れらの混合物から選択されるものが挙げられる。それらの入手可能性ゆえに、使用される
場合、酸性モノマーは典型的には、エチレン性不飽和カルボン酸である。更により強い酸
を所望する場合、酸性モノマーとしては、エチレン性不飽和スルホン酸及びエチレン性不
飽和ホスホン酸が挙げられる。
【００５４】
　代表的な塩基モノマーとしては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド（
ＤＭＡＰＭＡｍ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノプロピルメタクリルアミド（ＤＥＡＰＭＡｍ
）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート（ＤＭＡＥＡ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミ
ノエチルアクリレート（ＤＥＡＥＡ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリレート（
ＤＭＡＰＡ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノプロピルアクリレート（ＤＥＡＰＡ）、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアミノエチルメタクリレート（ＤＭＡＥＭＡ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル
メタクリレート（ＤＥＡＥＭＡ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリルアミド（ＤＭ
ＡＥＡｍ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリルアミド（ＤＭＡＥＭＡｍ）、Ｎ，
Ｎ－ジエチルアミノエチルアクリルアミド（ＤＥＡＥＡｍ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエ
チルメタクリルアミド（ＤＥＡＥＭＡｍ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルビニルエーテ
ル（ＤＭＡＥＶＥ）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルビニルエーテル（ＤＥＡＥＶＥ）、
及びこれらの混合物が挙げられる。他の有用な塩基性モノマーとしては、ビニルピリジン
、ビニルイミダゾール、３級アミノ官能性スチレン（例えば、４－（Ｎ，Ｎ－ジメチルア
ミノ）－スチレン（ＤＭＡＳ）、４－（Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ）－スチレン（ＤＥＡＳ
））、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルカプロラクタム、アクリロニトリル、Ｎ－ビニ
ルホルムアミド、（メタ）アクリルアミド、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００５５】
　所望により、他のビニルモノマー、及びホモポリマーとして０℃を超えるＴｇを有する
アルキル（メタ）アクリレートモノマー（メチルアクリレート、メチルメタクリレート、
イソボルニルアクリレート、ビニルアセテート、スチレンなど）は、１つ以上の低Ｔｇア
ルキル（メタ）アクリレートモノマー及び任意の塩基性モノマー又は酸性モノマーととも
に利用され得る（但し、生じる（メタ）アクリレートコポリマー感圧性接着剤のＴｇは２
０℃未満である）。加えて、上述のように、米国特許出願公開第２０１１／００３９０９
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９号（Ｓｈｅｒｍａｎら）に記載される種類のビニル官能性シリコーンマクロマーを含む
のが望ましい。
【００５６】
　低Ｔｇ高分子成分中に組み込むのに有用なポリマーは、溶液、放射線、バルク、分散、
エマルション、及び懸濁プロセスなどの任意の従来のフリーラジカル重合法によって調製
され得る。１つの溶液重合法では、モノマーを好適な不活性有機溶媒と共に、攪拌棒、温
度計、凝縮器、追加漏斗及び温度コントローラーを装備した四口反応容器に入れる。濃縮
された熱フリーラジカル反応開始剤溶液を、追加漏斗に加える。次いで、反応容器全体、
追加漏斗、及びその内容物を窒素でパージして、不活性雰囲気を形成する。パージが終わ
ったら、容器内の溶液を適温まで加熱して、加えられるフリーラジカル反応開始剤を活性
化させ、反応開始剤を加えて、反応の間に混合物を攪拌する。典型的には、約２０時間で
９８％～９９％の変換が達成され得る。
【００５７】
　米国特許第４，６１９，９７９号及び同第４，８４３，１３４号（Ｋｏｔｎｏｕｒら著
）に記述されている連続的フリーラジカル重合法などのバルク重合法、米国特許第５，６
３７，６４６号（Ｅｌｌｉｓ著）に記述されているバッチリアクターを使用した主に断熱
的な重合法、米国特許番号第４，８３３，１７９号（Ｙｏｕｎｇら著）に記述されている
懸濁液重合プロセス、並びに国際公開第９７／３３９４５号（Ｈａｍｅｒら著）に記述さ
れている重合化パッケージされた前接着剤組成物について記述された方法もまた、ポリマ
ー調製に利用することができる。
【００５８】
　利用できる好適な熱フリーラジカル反応開始剤としては、２，２’－アゾビス（イソブ
チロニトリル）のようなアゾ化合物、ｔ－ブチルヒドロペルオキシドのようなヒドロペル
オキシド、並びにベンゾイルペルオキシド及びシクロヘキサノンペルオキシドのようなペ
ルオキシドから選択されるものが挙げられるが、これらに限定されない。本開示による有
用な光開始剤としては、ベンゾインエーテル（ベンゾインメチルエーテル又はベンゾイン
イソプロピルエーテルなど）、置換ベンゾインエーテル（アニソールメチルエーテルなど
）、置換アセトフェノン（２，２－ジエトキシアセトフェノン及び２，２－ジメトキシ－
２－フェニルアセトフェノンなど）、置換αケトン（２－メチル－２－ヒドロキシプロピ
オフェノンなど）、芳香族スルホニルクロリド（２－ナフタレンスルホニルクロリドなど
）、並びに光活性オキシム（１－フェニル－１，２－プロパンジオン－２－（エトキシカ
ルボニル）オキシムなど）が挙げられるが、これらに限定されない。熱及び放射誘起重合
の両方で、反応開始剤は、モノマーの総重量に基づいて、約０．０５重量％～約５．０重
量％の量で存在する。
【００５９】
　低Ｔｇ高分子成分は無溶媒法によって調製され得るが、低Ｔｇ高分子成分を調製するの
に溶媒を使用することが望ましいことが多い。所望であれば、好適な溶媒は、反応に悪影
響を及ぼさずに、反応物質及び生成物に対して十分に不活性である任意の液体であってよ
い。かかる溶媒としては、酢酸エチル、アセトン、メチルエチルケトン、及びこれらの混
合物が挙げられる。代表的な溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、ヘプタン、
及びトルエンが挙げられる。使用される場合、溶媒の量は、一般的に、反応物質（モノマ
ー及び反応開始剤）と溶媒との総重量に基づいて、約３０～８０重量％である。溶媒は、
高Ｔｇ高分子成分とブレンド又は混合する前に、ポリマーから任意で除去され得る。
【００６０】
　本明細書に記載されるポリマーを重合するとき、ポリマーの分子量を調整するのに連鎖
移動剤が利用され得る。好適な連鎖移動剤としては、ハロゲン化炭化水素（例えば、カー
ボンテトラブロミド）及び硫黄化合物（例えば、ラウリルメルカプタン、ブチルメルカプ
タン、エタンチオール、及び２－メルカプトエチルエーテル）が挙げられる。
【００６１】
　有用な連鎖移動剤の量は、所望の分子量及び連鎖移動剤の種類に応じて異なる。有機溶
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媒（例えば、トルエン、イソプロパノール、及び酢酸エチル）は、連鎖移動剤としても使
用され得るが、一般的には、例えば硫黄化合物ほど活性はない。連鎖移動剤は、典型的に
は、モノマーの総重量に基づいて、約０．００１部～約１０部、より多くは０．０１～約
０．５部、及び特に、約０．０２部～約０．２０部の量で使用される。
【００６２】
　低Ｔｇ高分子成分の貼着力を高めるために、ポリマーは、任意で架橋され得る。好適な
架橋剤は、重合中に架橋をもたらす多官能性共重合性モノマーを含むか、又は、架橋剤は
、重合後に加えられ、ポリマーを架橋するために活性化され得る。架橋剤の種別は、以下
でより詳しく記載される。架橋は、架橋添加剤を使用せずに、ガンマ線照射又は電子線照
射などの高エネルギー電磁放射線を使用しても達成され得る。
【００６３】
　低Ｔｇ高分子成分は、ポリマー（類）に加えて、添加剤が経時的な光学的透明性及び環
境安定性などの所望の特性に有害反応を及ぼさないのであれば、様々な添加剤を含有し得
る。例えば、特に低Ｔｇ高分子成分が感圧性接着剤である場合、相溶性粘着付与剤及び／
又は可塑剤が添加され得る。かかる粘着変性剤の使用は、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒ
ｅｓｓｕｒｅ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄｏｎ
ａｔａｓ　Ｓａｔａｓ編（１９８２）に記載されているように、当該技術分野において一
般的である。有用な粘着付与剤の例としては、ロジン、ロジン誘導体、ポリテルペン樹脂
、クマロン－インデン樹脂などが挙げられるが、これらに限定されない。本開示の接着剤
に添加することができる可塑剤は、様々な市販材料から選択され得る。代表的な可塑剤と
しては、ポリオキシエチレンアリールエーテル、ジアルキルアジパート、２－エチルヘキ
シルジフェニルホスフェート、ｔ－ブチルフェニルジフェニルホスフェート、２－エチル
ヘキシルアジパート、トルエンスルホンアミド、ジプロピレングリコールジベンゾエート
、ポリエチレングリコールジベンゾエート、ポリオキシプロピレンアリールエーテル、ジ
ブトキシエトキシエチルホルマール、及びジブトキシエトキシエチルアジパートが挙げら
れる。当該技術分野において既知のＵＶ安定剤も添加され得る。
【００６４】
　高Ｔｇ高分子成分は、単一のポリマー、ポリマーのブレンド、又は更なる添加剤を有す
る単一のポリマー若しくはポリマーのブレンドであり得る。高Ｔｇ特性を得るために、対
応するコポリマーは、典型的には、生じるガラス転移温度（Ｔｇ）が約２０℃を超えるよ
うに調整される。いくつかの実施形態では、高Ｔｇ高分子成分のＴｇは、４０℃、５０℃
、又は６０℃を超える。一般的には、高Ｔｇ高分子成分は、酸性官能基又は塩基性官能基
を含む。いくつかの実施形態では、高Ｔｇ高分子成分は、（メタ）アクリレート系コポリ
マーを含む。かかるコポリマーは、典型的に、ホモポリマーとして、約２０℃を超えるＴ
ｇを有する、少なくとも約４０重量％、典型的には少なくとも７０重量％、より典型的に
は少なくとも８５重量％、又は更には９０重量％の少なくとも１つのアルキル（メタ）ア
クリレートモノマーを含むモノマーから誘導される。（メタ）アクリレートコポリマーは
、生じる高Ｔｇ高分子成分が２０℃を超えるＴｇを有するのであれば、更なるコモノマー
を含有し得る。好適なコモノマーの例としては、低Ｔｇアルキル（メタ）アクリレートモ
ノマー、塩基性モノマー、酸性モノマー、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００６５】
　高Ｔｇモノマーは、一般的に、モノエチレン性不飽和モノマーであり、ホモポリマーと
して、約２０℃を超えるガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。典型的には、高Ｔｇポリマー
は、独立して、非３級アルキルアルコールの（メタ）アクリレートエステルからなる群か
ら選択されるモノエチレン性不飽和モノマーから誘導され、そのアルキル基は、約１～約
２０個、より典型的には約１～約１８個の炭素原子を含む。多くの実施形態では、高Ｔｇ
ポリマーは、（メタ）アクリレートモノマーから独立して誘導されるが、特定の処方にお
いては、スチレンなどのビニル末端モノマーは、同等又は優れた結果を示し得る。好適な
モノマーの例としては、ｔ－ブチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタク
リレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルメタク
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リレート、ｓ－ブチルメタクリレート、ｔ－ブチルメタクリレート、ステアリルメタクリ
レート、フェニルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、イソボミルアクリレ
ート、イソボルニルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、ブロモエチルメタクリレ
ート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート、グリ
シジルメタクリレート、アリル（ally）メタクリレート、スチレン、ビニルアセテート、
塩化ビニルなどが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６６】
　好適な低Ｔｇモノマーの例としては、例えば、０℃未満のＴｇを有するアルキル（メタ
）アクリレートモノマー、例えば、約４個の炭素原子～約１２個の炭素原子を含むアルキ
ル基を有するモノマー（ｎ－ブチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、イ
ソオクチルアクリレート、イソノニルアクリレート、イソデシルアクリレート、及びこれ
らの混合物など）が挙げられ、生じる（メタ）アクリレートコポリマー又は高Ｔｇ高分子
成分が約２０℃超であれば、１つ以上の高Ｔｇアルキル（メタ）アクリレートモノマー及
び共重合性塩基性モノマー又は酸性モノマーとともに利用され得る。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、高Ｔｇ高分子成分は、塩基性（メタ）アクリレートコポリマ
ーを含む。塩基性（メタ）アクリレートコポリマーは、典型的には、約２重量％～約５０
重量％、典型的には約５重量％～約３０重量％の共重合性塩基性モノマーを含む塩基性モ
ノマーから誘導される。共重合性塩基性モノマーを上述した。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、高Ｔｇ高分子成分は、酸性（メタ）アクリレートコポリマー
を含む。酸性（メタ）アクリレートコポリマーは、典型的には、約２重量％～約３０重量
％、典型的には約２重量％～約１５重量％の共重合性酸性モノマーを含む酸性モノマーか
ら誘導される。共重合性酸性モノマーを上述した。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、高Ｔｇ高分子成分のコポリマーは、１００，０００を超える
重量平均分子量を有する（メタ）アクリレート系コポリマーを含む。特に、高温及び極限
条件において、接着剤組成物の熱安定性を高めるために、高分子量高Ｔｇポリマーが望ま
しい。
【００７０】
　低Ｔｇ高分子成分と同様に、高Ｔｇ高分子成分の貼着力を増加させるために、架橋添加
剤が反応組成物に添加され得る。好適な架橋剤は、重合中に架橋をもたらす多官能性共重
合性モノマーを含むか、又は、架橋剤は、ポリマーを架橋するために重合後に活性化され
得る。架橋は、架橋添加剤を使用せずに、ガンマ線照射又は電子線照射などの高エネルギ
ー電磁放射線を使用しても達成され得る。
【００７１】
　好適な多官能性共重合性モノマーとしては、例えば、多官能性アクリレートが挙げられ
る。有用な多官能性アクリレート架橋剤の例としては、ジアクリレート、トリアクリレー
ト、及びテトラアクリレート、例えば、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ポリ
（エチレングリコール）ジアクリレート、ポリブタジエンジアクリレート、ポリウレタン
ジアクリレート、及びプロポキシル化グリセリントリアクリレート、及びこれらの混合物
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７２】
　２種類の架橋添加剤が、重合後に架橋をもたらすのに一般的に使用される。第１の架橋
添加剤は、多官能性アジリジンなどの熱架橋添加剤である。一例としては、１，１’－（
１，３－フェニレンジカルボニル）－ビス－（２－メチルアジリジン）（ビスアミド）で
ある。かかる化学架橋剤は、重合後に溶媒系ＰＳＡに加えて、コーティングした接着剤の
オーブン乾燥中に、熱によって活性化することができる。イソシアネート及びエポキシ架
橋剤も使用することができる。
【００７３】
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　別の実施形態では、フリーラジカルによって架橋反応を起こす化学架橋剤が使用され得
る。例えば、過酸化物のような試薬は、フリーラジカル供給源として機能する。十分に加
熱されると、これらの前駆体は、ポリマーの架橋反応を生じさせるフリーラジカルを発生
させる。一般的なフリーラジカル生成試薬は、過酸化ベンゾイルである。フリーラジカル
発生剤は少量のみ必要とされるが、一般に、架橋反応を完了するために、ビスアミド試薬
に要求される温度よりも高い温度を必要とする。
【００７４】
　第２の種類の化学架橋剤は、高強度の紫外（ＵＶ）光によって活性化される感光性架橋
剤である。使用される２つの一般的な感光性架橋剤は、ベンゾフェノン、及び米国特許第
４，７３７，５５９号に記載されているような共重合可能な芳香族ケトンモノマーである
。溶液組成物に後から添加可能でありかつ紫外線によって活性化可能な別の光架橋剤は、
トリアジン、例えば、２，４－ビス（トリクロロメチル）－６－（４－メトキシ－フェニ
ル（pheynl））－ｓ－トリアジンである。これらの架橋剤は、中圧水銀ランプ又はＵＶブ
ラックライトなどの人工光源から発生する紫外線によって活性化する。
【００７５】
　使用される場合、架橋剤の量及び同一性は、接着剤組成物の所望の用途に応じて調整さ
れる。典型的には、架橋剤は、接着剤組成物の総乾燥重量に基づいて、５重量部未満の量
で存在する。典型的には、接着剤組成物の総乾燥重量に基づいて、０．０１重量部～１重
量部の量で存在する。
【００７６】
　上述のように、接着剤組成物は、単一の架橋高分子組成物を含み得る。多くの実施形態
では、接着剤組成物は、低Ｔｇ高分子成分と高Ｔｇ高分子成分とのブレンドを含む。これ
らの各成分は、ポリマー又はポリマーのブレンドを含んでよく、更なる添加剤を含有して
よい。加えて、上述するように、各高分子成分は架橋されてよく、各高分子成分は、混合
すると、酸－塩基相互作用が形成されるように、酸性官能基又は塩基性官能基を含む。接
着剤組成物自体も様々な添加剤を含有し得る。換言すれば、添加剤は、高分子成分の一方
又は両方に添加され得るか、又は調製されているとき又は調製後に接着剤組成物に添加さ
れ得る。好適な添加剤の例としては、上述のように、粘着付与剤、可塑剤及びＵＶ安定剤
が挙げられる。加えて、後重合架橋剤は、接着剤組成物に架橋をもたらすために添加され
得る。
【００７７】
　接着剤組成物は、その他の任意成分と組み合わせて、光透過性であるなどの接着剤の特
性の有用なバランスがもたらされる任意の相対量で低Ｔｇ高分子成分及び高Ｔｇ高分子成
分を含み、接着面の永続的な特徴として微細構造化パターンを残すことができる。いくつ
かの実施形態では、接着剤組成物は、感圧性接着剤である。いくつかの実施形態では、接
着剤組成物は、感圧性接着剤ではない。一般的には、接着剤組成物が感圧性接着剤でない
場合、加熱活性化接着剤である。典型的には、接着剤組成物は、総接着剤組成物１００重
量部に基づいて、５０重量部未満の高Ｔｇ高分子成分を含む。いくつかの実施形態では、
接着剤組成物は、総接着剤組成物１００重量部に基づいて４０重量部未満、総接着剤組成
物の３０重量部未満、又はそれ以下の高Ｔｇ高分子成分を含む。
【００７８】
　低Ｔｇ高分子成分及び高Ｔｇ高分子成分は、当業者に既知の従来の方法によってブレン
ドされ得る。かかる方法としては、混合、機械的圧延、ホットメルトブレンドなどが挙げ
られる。いくつかの実施形態では、低Ｔｇ高分子成分及び高Ｔｇ高分子成分と任意の添加
剤は、溶液中で混合される。好適な溶媒の例は上述されている。
【００７９】
　接着剤組成物は、限定はされないが、押し出しコーティング、グラビアコーティング、
カーテンコーティング、スロットコーティング、スピンコーティング、スクリーンコーテ
ィング、トランスファーコーティング、ブラシ又はローラーコーティングなどの任意の従
来の適用方法によって、微細構造化剥離ライナー又は微細構造化工具などの微細構造化表
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面に適用され得る。接着剤組成物は、ホットメルト組成物、溶媒系組成物又は１００％固
体組成物として、微細構造化表面に適用され得る。接着層コーティングは、接着層を作成
するために更に加工され得る。加工としては、溶媒系の場合には接着層コーティングの乾
燥、ホットメルトコーティングされている場合には接着層コーティングの冷却、又は接着
層の架橋が挙げられる。所望であれば、加熱若しくは放射線照射又はこれらの組み合わせ
によって、架橋が行われ得る。典型的には液体の形態でコーティングした接着層の厚さは
、使用する材料の性質及び所望の特定の特性にある程度依存するが、これらの特性及びこ
の特性と厚さとの関連性は、当該技術分野において周知である。接着層の代表的な厚さは
、約０．０５～約１００マイクロメートルの範囲であり得る。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、表面改質材の連続層又は不連続層を接着層の微細構造化表面
に適用することで、接着層の微細構造化表面を更に改質するのが望ましい。いくつかの実
施形態では、この表面改質材の連続層又は不連続層は、微細構造化剥離ライナー又は微細
構造化工具の微細構造化表面に適用され、接着層が微細構造化剥離ライナー又は微細構造
化工具の微細構造化表面にコーティングされるとき、接着面に移送される。表面改質材の
連続層又は不連続層は、個別の粒子集合体、薄い連続層、又は不連続な厚層又は薄層であ
り得る。好適な個別の粒子集合体の例としては、非導電性粒子、導電性粒子、ワイヤー、
ウィスカー、ナノ材料、量子ドット又はこれらの組み合わせが挙げられる。好適な薄い連
続層の例としては、シリカ、タルクなどの粘着性除去剤の層が挙げられる。
【００８１】
　接着剤組成物は光透過性であり、いくつかの実施形態では、光学的に透明であり得る。
光学的透明性は、当業者に理解されるように、様々な異なる方法で測定され得るが、本開
示の目的においては、光学的透明性は、目視によって観察され、ＡＳＴＭ－Ｄ　１００３
－９５によって任意に測定され得る。このようにして測定されるとき、本開示の接着剤組
成物は、少なくとも約９０％の視感透過率及び約２％未満の曇り度を示し得る。
【００８２】
　光透過性又は光学的に透明であることに加えて、接着剤組成物におけるいくつかの実施
形態では、１．４～１．８の範囲内の屈折率を有することが望ましい。この範囲は、基材
（特に光導体）の様々な屈折率と適合するように選択される。上述のように、本開示の転
写テープが光導体装置の入力面に取り付けられるとき、接着剤組成物が光導体入力面の屈
折率と近いか又は更には適合するのは有利であり得る。屈折率の適合は、光が転写テープ
／基材境界面を通過するとき、反射による光の損失を除去するのに役立つ。
【００８３】
　上述のように、いくつかの実施形態では、低Ｔｇ高分子成分は、感圧性接着剤を含む。
いくつかの実施形態では、光透過性接着剤組成物は感圧性接着剤である。他の実施形態で
は、光透過性接着剤組成物は、感圧性接着剤ではない。一般的には、光透過性接着剤組成
物が感圧性接着剤でない場合、加熱活性化接着剤である。以下で記載するように、接着層
の微細構造化表面が微細構造化パターンを永続的に残すのに十分なほど高弾性を有するよ
うに、光透過性接着剤組成物は感圧性接着剤でないのが望ましい。
【００８４】
　接着剤組成物は、構造化パターンが接着面の永続的な特徴となるように、少なくとも１
つの表面上に微細構造化パターンを含む。接着面の永続的な特徴であるということは、転
写テープの適用及びその使用温度において微細構造化パターンが無期限にその形状を維持
することを意味する。永続的な微細構造化パターンは、一般的には一時的なものとして設
計される典型的な接着層の微細構造化表面とは対照的である。これは、微細構造体が最終
的に崩壊しない場合、微細構造体の存在が接着層の光学特性に悪影響を及ぼし得るため、
光透過性接着剤において特に当てはまる。しかしながら、本開示の転写テープは２つの基
材をともに接着するように設計されておらず、１つの基材に接着し、その１つの基材の表
面特性を変化させるように設計されており、すなわち、永続的な微細構造化表面を基材に
接着することができる。一般的には、転写テープは基材に適用され、微細構造化パターン
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が基材の光学特性に悪影響を及ぼすことになる。
【００８５】
　上述のように、本開示の転写テープの特に好適である使用法の１つは、光導体とともに
使用するものである。この目的のため、転写テープは光導体の入力面に接着され、微細構
造化表面層が入力基材にもたらされる。微細構造化表面は、上述及び国際公開第２０１１
／０９１０２６号に記載されるように、光導体面における発光ダイオードのアレイからの
入射光を拡散することができる。光導体の入力面上に微細構造化表面を作製するのに転写
テープを使用することによる多くの利点については、上述されている。
【００８６】
　入射光を拡散するために転写テープの微細構造化表面を使用するため、この拡散された
光は、残りの接着層を通るときに方向が変わらないことが望ましい。換言すれば、接着層
によってもたらされる光のリダイレクトのみが、微細構造化表面によってもたらされる光
の拡散であることが望ましい。したがって、接着層は光透過性又は光学的に透明であるの
が望ましい。
【００８７】
　微細構造化表面は、限定はされないが、対称プリズム形状、断続的な弓形状、連続的な
弓形状、台形状、レンズレット形状、フレネル形状、又は正弦波形状などの様々な微細構
造化形状を含み得る。好適な形状の例は、図４Ａ～Ｆに示される。加えて、微細構造化表
面は、反復又は非反復パターンにおいて様々な異なる構造を含み得る。かかる微細構造化
表面の例が、図５Ａ～Ｄに示されている。図５Ａでは、微細構造化表面２３０ａは、ピッ
チｐを有する三角形の断面図を有する複数の構造体２３６ａを含む。図５Ｂは、一対の構
造体間に空隙を有する複数の構造体を含む微細構造化表面２３０ｂを示す。
【００８８】
　本開示の転写テープの微細構造化表面の微細構造体は、バルク接着剤から延在するか、
又は刻み目としてバルク接着剤中に延在し得る。あるいは、構造化表面層は、バルク接着
剤から延在する及びバルク接着剤中に延在する両方の構造体の組み合わせを含み得る。例
えば、図５Ｃは、構造化表面２３０ｃの別の実施形態の略断面図である。表面２３０ｃは
、転送テープ２３２ｃのバルク中に延在し、湾曲した断面形状を有する複数の構造体２３
６ｃを含む。
【００８９】
　加えて、微細構造体の組み合わせが使用され得る。例えば、図５Ｄは、構造化表面２３
０ｄの別の実施形態の略断面図である。表面２３０ｄは、第１の構造体セット２３６ｄと
、第１の構造体セットとは異なる第２の構造体セット２３７ｄとを含む。第１の群の構造
体２３６ｄは、湾曲した断面又は円形の断面を有する構造体を含む。第２の構造体セット
２３７ｄの各構造体は、三角形の断面を有する。いくつかの実施形態では、第１の構造体
セット及び第２の構造体セットは１つ以上の断面形状を含んでよく、第１の構造体セット
の形状は、第２の構造体セットとは異なる寸法及び／又はピッチを有してよい。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、微細構造化層は変形可能であることが望ましい。本開示の目
的において、変形可能な微細構造化層は、微細構造化表面と接触することで、微細構造体
が破壊されずに微細構造体の変形がもたらされ得る物品を意味する。かかる変形は可逆的
であり、物品を取り除く際に、微細構造体が最初の形状及び構成に本質的に戻ることを意
味する。この変形性は、光源（ＬＥＤなど）、又はレンズ若しくは保護プレートなどの別
の物品が、取扱い中に一時的に、又は物品若しくは装置の最終構成の一部として微細構造
化表面に接触し得る場合に有用であり得る。
【００９１】
　転写テープを使用して物品を製造する方法も本明細書で開示される。これらの物品は、
基材の表面を改質するために転写テープを利用し、２つの基材を一緒に連結するために転
写テープを利用しない。これらの物品は、転写テープの光学的透明性及び永続的微細構造
化表面層を利用する。
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【００９２】
　物品の製造方法は、接着層及び剥離ライナーを含む転写テープを調製する工程と、転写
テープを基材に取り付ける工程と、転写テープの剥離ライナーを取り除く工程とを含む。
上述のように、転写テープは、第１の主表面及び第２の主表面を有する接着層を含み、少
なくとも１つの主表面は、表面上に微細構造化パターンを有し、この微細構造化パターン
は接着面の永続的な特徴となっている。接着層は、２０℃未満のＴｇを有する低Ｔｇ高分
子成分、及び２０℃を超えるＴｇを有する高Ｔｇ高分子成分を含む、光透過性組成物であ
る。微細構造化パターンを有する接着面は、微細構造化剥離ライナーに取り付けられる。
微細構造化剥離ライナーを取り除く際、微細構造化パターンは接着層の永続的な特徴を残
す。
【００９３】
　表面改質された物品も本開示に包含される。これらの物品は、少なくとも１つの外面を
有する基材、及び基材表面に接着した本開示の転写テープを含む。基材表面に接着される
とき、転写テープは、永続的な微細構造化外面をもたらすことで基材表面を改質する。転
写テープを基材表面に結合する際に、この永続的な微細構造化外面は外面になる。いくつ
かの実施形態では、基材及び接着層は、屈折率が互いの０．１以内である。いくつかの実
施形態では、基材及び接着層は、屈折率が互いの０．０５以内である。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、転写テープが適用される表面は光導体の入力面を含むため、
生じる物品は光導体である。光導体は、上述されている。本開示の方法によって形成され
る光導体は、入力面上に微細構造化表面を有する。この微細構造化表面は、入射光を拡散
し、出力光をより均一な明るさにするのに役立つ。
【００９５】
　上述のように、微細構造化表面を入力面に結合する接着剤は、２つの分離要素ではなく
単体構造であるために、光導体の入力面に永続的な微細構造化表面をもたらすのに転写テ
ープを使用することは、多くの利点を有する。加えて、接着剤配合技術によって、転写テ
ープは、入力面の屈折率に適合するように調整され、入力光の強度の損失を低減するのに
役立ち得る。
【００９６】
　本開示の転写テープ及び方法を使用して製造され得るいくつかの物品は、図１～３に示
されている。図１は導光モジュールの実施形態であり、図２は及び図３は、導光モジュー
ルに接着した本開示の代表的な転写テープの拡大図である。
【００９７】
　図１は、導光モジュールの１つの実施形態を示す。導光モジュール４は、光を受光する
ための入力面１１及び転写テープ２を有する光導体１を含む。テープ２は、第１の表面１
２及び第２の表面１３を含む。第１の表面１２は、光導体１の入力面１１に取り付けられ
ている（本図においては、明確にするために、第１の表面１２は、入力面１１に取り付け
て示していない）。第２の表面１３は、光導体１の面において入射光を拡散するように動
作可能である微細構造体２１を含む。第２の表面１３は、１つ以上の光源から入射光を受
光するように構成されている。
【００９８】
　図１は、ＬＣディスプレイ、標識などに照明をもたらし得るバックライトに使用される
前述の導光モジュール４の加工レイアウトも示している。バックライトは発光ダイオード
３のアレイを含むことが可能であり、ここで、２つの隣接する単一発光ダイオード（アレ
イ３中）間の距離は、例えば、５ｍｍ超、１０ｍｍ、１５ｍｍ、２０ｍｍ以上の好適な値
であり得る。発光ダイオード３のアレイは、アレイ３から放出された光の少なくとも一部
が、第２の表面１３を通って導光板４に入るように、第２の表面１３と平行かつ対向させ
て配置される。アレイ３から放出された光は、第２の表面１３を通って導光モジュール４
に入り、例えば、光導体１を通って液晶ディスプレイパネル全体にバックライトをもたら
す。微細構造体２１の役割によって、アレイ３から放出された光は光導体１の面に拡散さ
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れるため、光導体における隣接する入射光領域の光強度の均一性を高めることができる。
いくつかの実施形態では、アレイ３の光放出面は、光が導光板モジュールに垂直に入るよ
うに、光導体１の入力面１１と平行かつ対向させて配置されてよく、これによって導光モ
ジュール４の放射光率が更に向上する。
【００９９】
　図１に示されるように、微細構造体２１は、対称プリズム形の微細構造体である。図１
に示される微細構造体の寸法は、明確化のために誇張されていることに留意すべきである
。プリズム構造の特定の寸法は、個々の要望に基づいて選択され得る。
【０１００】
　図２～３は、本開示の転写テープを使用する導光モジュールの様々な実施形態を示す。
【０１０１】
　図２は、光導体４１の実施形態を示す。光導体４１は、転写テープ４５に取り付けられ
ている。転写テープ４５は、微細構造体４３を有する構造化表面を含む。図３において、
転写テープ４５が２つの異なる微細構造化パターン４６及び４３を有する構造化表面を含
む以外は、図３は図２に非常によく似ている。この２つの異なる微細構造化パターンは、
構造体のプリズム角が異なっている。
【０１０２】
　本開示内容には、以下の実施形態が包含される。
　実施形態の中には、転写テープがある。第１の実施形態は、転写テープであって、この
転写テープは、第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物含む接着層を含み、
この光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含み、第１の主表面又は第２の主表面のうち
の少なくとも１つは、その表面上に微細構造化パターンを有し、この微細構造化パターン
は接着面の永続的な特徴となっており、微細構造化表面は光の方向を変更する。
【０１０３】
　実施形態２は、実施形態１に記載の転写テープであって、架橋高分子組成物は、２０℃
未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、２０℃を超
える高Ｔｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分とを含み、低Ｔ
ｇ高分子成分の官能基及び高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸－塩基相互作用
を形成する。
【０１０４】
　実施形態３は、実施形態２に記載の転写テープであって、低Ｔｇ高分子成分は、感圧性
接着剤を含む。
【０１０５】
　実施形態４は、実施形態３に記載の転写テープであって、感圧性接着剤は、（メタ）ア
クリレート系感圧性接着剤を含む。
【０１０６】
　実施形態５は、実施形態２～４のいずれか１つに記載の転写テープであって、低Ｔｇ高
分子成分は、０℃未満のＴｇを有する。
【０１０７】
　実施形態６は、実施形態２～５のいずれか１つに記載の転写テープであって、低Ｔｇ高
分子成分は、－１０℃未満のＴｇを有する。
【０１０８】
　実施形態７は、実施形態２～６のいずれか１つに記載の転写テープであって、低Ｔｇ成
分は、シリコーン変性されている。
【０１０９】
　実施形態８は、実施形態２～７のいずれか１つに記載の転写テープであって、高Ｔｇ高
分子成分は、２０℃を超えるＴｇを有する少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポリ
マーを含む。
【０１１０】
　実施形態９は、実施形態２～８のいずれか１つに記載の転写テープであって、高Ｔｇ高
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分子成分は、４０℃を超えるＴｇを有する少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポリ
マーを含む。
【０１１１】
　実施形態１０は実施形態２～９のいずれか１つに記載の転写テープであって、高Ｔｇ高
分子成分は、５０℃を超えるＴｇを有する少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポリ
マーを含む。
【０１１２】
　実施形態１１は実施形態２～１１のいずれか１つに記載の転写テープであって、高Ｔｇ
高分子成分は、６０℃を超えるＴｇを有する少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポ
リマーを含む。
【０１１３】
　実施形態１２は実施形態２～１１のいずれか１つに記載の転写テープであって、光透過
性組成物は、５０～８０重量％の低Ｔｇ高分子成分と、２０～５０重量％の高Ｔｇ高分子
成分と、を含む。
【０１１４】
　実施形態１３は実施形態１～１２のいずれか１つに記載の転写テープであって、接着層
は、感圧性接着層ではない。
【０１１５】
　実施形態１４は実施形態１～１３のいずれか１つに記載の転写テープであって、接着層
は、１．４～１．８の範囲の屈折率を有する。
【０１１６】
　実施形態１５は実施形態１～１４のいずれか１つに記載の転写テープであって、接着層
の屈折率及び接着層に接着される基材の屈折率は、互いの０．１以内である。
【０１１７】
　実施形態１６は実施形態１～１５のいずれか１つに記載の転写テープであって、接着層
の屈折率及び接着層に接着される基材の屈折率は、互いの０．０５以内である。
【０１１８】
　実施形態１７は実施形態１～１６のいずれか１つに記載の転写テープであって、接着層
の微細構造化表面に取り付けられた微細構造化剥離ライナーを更に含む。
【０１１９】
　実施形態の中には、物品の製造方法もある。実施形態１８は、物品の製造方法であって
、この方法は、接着層及び剥離ライナーを含む転写テープを調製する工程と、転写テープ
を基材に取り付ける工程と、転写テープの剥離ライナーを取り除く工程とを含み、この転
写テープは、第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物を含む接着層を含み、
光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含み、第１の主表面又は第２の主表面のうちの少
なくとも１つは、その表面上に微細構造化パターンを有し、この微細構造化パターンは接
着面の永続的な特徴となっており、微細構造化表面は光の方向を変更する。
【０１２０】
　実施形態１９は、実施形態１８に記載の方法であって、架橋高分子組成物は、２０℃未
満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、２０℃を超え
るＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分とを含み、低Ｔｇ高
分子成分の官能基及び高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸－塩基相互作用を形
成する。
【０１２１】
　実施形態２０は、実施形態１８又は１９に記載の方法であって、転写テープを調製する
工程は、微細構造化剥離ライナーを提供することと、剥離ライナーの微細構造化表面上に
光透過性組成物の層をコーティングすることとを含む。
【０１２２】
　実施形態２１は、実施形態２０に記載の方法であって、剥離ライナーの微細構造化表面
上に光透過性組成物の層をコーティングする工程は、ホットメルトコーティング、溶媒系



(21) JP 6042897 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

コーティング、又は１００％固体コーティングを含む。
【０１２３】
　実施形態２２は、実施形態２０又は２１に記載の方法であって、コーティングした層を
、乾燥、硬化又は架橋する工程を更に含む。
【０１２４】
　実施形態２３は、実施形態２０～２２のいずれか１つに記載の方法であって、微細構造
化剥離ライナーは、剥離ライナーの微細構造化表面上に材料の連続層又は非連続層を更に
含む。
【０１２５】
　実施形態２４は、実施形態２３に記載の方法であって、剥離ライナーの微細構造化表面
上の材料の連続層又は非連続層は、個別の粒子集合体、薄い連続層、又は不連続な厚層又
は薄層を含む。
【０１２６】
　実施形態２５は、実施形態２４に記載の方法であって、個別の粒子集合体は、非導電性
粒子、導電性粒子、ワイヤー、ウィスカー、ナノ材料、量子ドット、又はこれらの組み合
わせを含む。
【０１２７】
　実施形態２６は、実施形態２４に記載の方法であって、薄い連続層は、粘着性除去剤の
層を含む。
【０１２８】
　実施形態２７は、実施形態１８～２６のいずれか１つに記載の方法であって、基材は光
導体の入力面を含む。
【０１２９】
　実施形態の中には、物品がある。実施形態２８は、物品であって、この物品は、少なく
とも１つの外面を有する基材と、基材表面に接着した転写テープとを含み、転写テープは
、第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物を含む接着層を含み、光透過性組
成物は、架橋高分子組成物を含み、第１の主表面又は第２の主表面のうちの少なくとも１
つは、その表面上に微細構造化パターンを有し、この微細構造化パターンは接着面の永続
的な特徴となっており、微細構造化表面は光の方向を変更する。
【０１３０】
　実施形態２９は、実施形態２８に記載の物品であって、架橋高分子組成物は、２０℃未
満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、２０℃を超え
るＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分とを含み、低Ｔｇ高
分子成分の官能基及び高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸－塩基相互作用を形
成する。
【０１３１】
　実施形態３０は、実施形態２８又は２９に記載の物品であって、基材及び接着層は、屈
折率が互いの０．１以内である。
【０１３２】
　実施形態３１は、実施形態２９又は３０に記載の物品であって、低Ｔｇ高分子成分は、
少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポリマーを含む。
【０１３３】
　実施形態３２は、実施形態２９～３１のいずれか１つに記載の物品であって、高Ｔｇ高
分子成分は、少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポリマーを含む。
【０１３４】
　実施形態３３は、実施形態２９～３２のいずれか１つに記載の物品であって、光透過性
組成物は、５０～８０重量％の低Ｔｇ高分子成分と、２０～５０重量％の高Ｔｇ高分子成
分とを含む。
【０１３５】
　実施形態３４は、実施形態２８～３２のいずれか１つに記載の物品であって、接着層は
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【０１３６】
　実施形態３５は、実施形態２８～３４のいずれか１つに記載の物品であって、接着層の
微細構造化表面に取り付けられた微細構造化剥離ライナーを更に含む。
【０１３７】
　実施形態３６は、実施形態２８～３５のいずれか１つに記載の物品であって、接着面の
永続的特徴である微細構造化パターンは、物品が接着面上の微細構造化パターンに接触す
ることで、微細構造化パターンが可逆的に変形するように変形可能である。
【０１３８】
　実施形態３７は、実施形態２８～３６のいずれか１つに記載の物品であって、物品は、
光導体を含む。
【０１３９】
　実施形態３８は、実施形態２８～３６のいずれか１つに記載の物品であって、物品は、
照明器具を含む。
【実施例】
【０１４０】
　以下の実施例はあくまで例示を目的としたものにすぎず、付属の「特許請求の範囲」に
対して限定的であることを意図するものではない。特に断りのない限り、実施例及び明細
書の残りの部分に記載される部、比率（％）、比などはすべて重量基準のものである。使
用した溶媒及びその他の試薬は、特に断りのない限り、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎより入手し
た。
【０１４１】
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【表１】

【０１４２】
　微細構造化ライナー（エンボスライナー）の調製
　１．ライナーの剥離コーティング
　Ｌｏｐａｒｅｘから入手可能な、両面をポリエチレンでコーティングした９４ポンド（
４３ｋｇ）の白色ポリコーティングクラフトライナー紙のサンプルを、各面において０．
４～０．５ｇ／ｍ２のコーティング重量で、溶媒系シリコーン剥離材料で溶媒コーティン
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グした。
【０１４３】
　２．エンボス加工
　上記で調製された剥離コーティングライナーをエンボス加工して、微細構造化パターン
をもたらした。Ｗａｂａｓｈプラテン印刷機を１１０℃の温度まで予熱した。エンボス加
工されるライナー及びエンボス加工に使用される工具を用いて、以下のスタックを作製し
た：３５．６ｃｍ×３５．６ｃｍの厚紙片（１ｍｍ厚）／３０．５ｃｍ×３０．５ｃｍの
クロムメッキ研磨鋼板（２ｍｍ厚）／５０．８マイクロメートルのＰＥＴシリコーン剥離
ライナー／工具／エンボス加工されるライナー／３０．５ｃｍ×３０．５ｃｍのクロムメ
ッキ研磨鋼板（２ｍｍ厚）／３５．６ｃｍ×３５．６ｃｍの厚紙片（１ｍｍ厚）。プラテ
ンの上部及び底部の間に、このスタックを配置した。プラテンを一緒にまとめて、３４Ｍ
Ｐａ（５０００ｐｓｉ）で３分間スタックを予圧し、続けて、更に３分間５５２ＭＰａ（
４０トン）の高圧をかけた。次に、高圧下のまま、スタックを加圧温度より少なくとも２
０℃低く冷却した後、プレスから取り除いた。ライナーにエンボス加工された微細構造化
表面は、３Ｍ社（ミネソタ州セントポール（St. Paul））から入手可能なＢＥＦ　ＩＩ　
９０／５０プリズムフィルムによるパターンを含んだ。
【０１４４】
　配合及びサンプルの調製
　ＰＳＡ及びポリマーを、８８％乾燥重量のＰＳＡ及び１２％乾燥重量のポリマーの比率
で４時間混和及び混合した。この溶媒／ポリマー混合物をエンボスライナー上に流延し、
１０分間７０℃の強制空気炉中で乾燥させた。生じた接着剤は、２５～５０マイクロメー
トル（エンボスライナーにおけるＰＳＡ層）の乾燥コーティング厚を有していた。片面剥
離ライナーのサンプルをＰＳＡの露出面（平面）に積層し、ＰＳＡ表面の清浄性を維持す
る。この積層構造体から１．２７ｃｍ幅のストリップを切り取った。導光体の縁部に適用
される場合、ＰＳＡ中のＢＥＦ　ＩＩパターンが垂直な角錐形の隆起部を作製するように
サンプルを切断した。切断したサンプルから剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡの平面を露
出させ、アクリルＰＭＭＡシート（導光体）の縁部の一部分に押圧した。ＰＳＡ／エンボ
スライナーストリップを導光体の縁部に接着した。エンボスライナーを取り除き、ライナ
ーのＢＥＦ　ＩＩパターンから形成された微細構造化ＰＳＡ面を露出させた（図２を参照
）。導光体の縁部に、２つの光ファイバー光源を約３．８ｃｍ離して配置した。１つの光
源、パターン化した接着剤を有する導光体縁部に向けた。もう１つを、パターン化した接
着剤を有さない縁部の一部に向けた。
【０１４５】
　結果：
　パターン化した接着剤の構造化表面に当たった光は、パターン化した接着剤を有さない
縁部から入るよりも多くの光を導光体中で拡散するのが確認された。図６を参照すると、
写真の左側における光パターンは、パターン化した接着剤を有さない領域であり、写真の
右側における光パターンは、パターン化した接着剤を有する領域である。以下、本発明の
実施形態を列記する。
〔１〕
　転写テープであって、
　第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物を含む接着層を含み、
　前記光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含み、
　前記第１の主表面又は前記第２の主表面のうちの少なくとも１つは、該表面上に微細構
造化パターンを有し、前記微細構造化パターンは接着面の永続的な特徴となっており、前
記微細構造化表面は光の方向を変更する、転写テープ。
〔２〕
　前記架橋高分子組成物は、
　２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、
　２０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分と
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を含み、
　前記低Ｔｇ高分子成分の官能基及び前記高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸
－塩基相互作用を形成する、項目１に記載の転写テープ。
〔３〕
　前記低Ｔｇ高分子成分は、感圧性接着剤を含む、項目２に記載の転写テープ。
〔４〕
　前記感圧性接着剤は、（メタ）アクリレート系感圧性接着剤を含む、項目３に記載の転
写テープ。
〔５〕
　前記低Ｔｇ高分子成分は、シリコーン変性されている、項目２に記載の転写テープ。
〔６〕
　前記高Ｔｇ高分子成分は、２０℃を超えるＴｇを有する少なくとも１つの（メタ）アク
リレート系ポリマーを含む、項目２に記載の転写テープ。
〔７〕
　前記光透過性組成物は、
　５０～８０重量％の低Ｔｇ高分子成分と、
　２０～５０重量％の高Ｔｇ高分子成分と、を含む、項目２に記載の転写テープ。
〔８〕
　前記接着層は、感圧性接着層ではない、項目１に記載の転写テープ。
〔９〕
　前記接着層は、１．４～１．８の範囲の屈折率を有する、項目１に記載の転写テープ。
〔１０〕
　前記接着層の前記微細構造化表面に取り付けられた微細構造化剥離ライナーを更に含む
、項目１に記載の転写テープ。
〔１１〕
　物品の製造方法であって、
　接着層及び剥離ライナーを含む転写テープを調製する工程と、
　前記転写テープを基材に取り付ける工程と、
　前記転写テープの前記剥離ライナーを取り除く工程と
を含み、
　前記転写テープは、第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物を含む接着層
を含み、
　前記光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含み、
　前記第１の主表面又は前記第２の主表面のうちの少なくとも１つは、該表面上に微細構
造化パターンを有し、前記微細構造化パターンは接着面の永続的な特徴となっており、前
記微細構造化表面は光の方向を変更する、方法。
〔１２〕
　前記架橋高分子組成物は、
　２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、
　２０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分と
を含み、
　前記低Ｔｇ高分子成分の官能基及び前記高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸
－塩基相互作用を形成する、項目１１に記載の方法。
〔１３〕
　前記転写テープを調製する工程は、
　微細構造化剥離ライナーを提供することと、
　前記剥離ライナーの前記微細構造化表面上に光透過性組成物の層をコーティングするこ
とと、を含む、項目１１に記載の方法。
〔１４〕
　前記剥離ライナーの前記微細構造化表面上に光透過性組成物の層をコーティングする工



(26) JP 6042897 B2 2016.12.14

10

20

30

40

程は、ホットメルトコーティング、溶媒系コーティング、又は１００％固体コーティング
を含む、項目１３に記載の方法。
〔１５〕
　前記コーティングした層を、乾燥、硬化又は架橋する工程を更に含む、項目１３に記載
の方法。
〔１６〕
　前記微細構造化剥離ライナーは、前記剥離ライナーの前記微細構造化表面上に材料の連
続層又は非連続層を更に含む、項目１３に記載の方法。
〔１７〕
　物品であって、
　少なくとも１つの外面を有する基材と、
　前記基材表面に接着した転写テープと
を含み、
　前記転写テープは、第１の主表面及び第２の主表面を有し光透過性組成物を含む接着層
を含み、
　前記光透過性組成物は、架橋高分子組成物を含み、
　前記第１の主表面又は前記第２の主表面のうちの少なくとも１つは、該表面上に微細構
造化パターンを有し、前記微細構造化パターンは接着面の永続的な特徴となっており、前
記微細構造化表面は光の方向を変更する、物品。
〔１８〕
　前記架橋高分子組成物は、
　２０℃未満のＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する低Ｔｇ高分子成分と、
　２０℃を超えるＴｇ、及び酸性官能基又は塩基性官能基を有する高Ｔｇ高分子成分と
を含み、
　前記低Ｔｇ高分子成分の官能基及び前記高Ｔｇ高分子成分の官能基は、混合すると、酸
－塩基相互作用を形成する、項目１７に記載の物品。
〔１９〕
　前記基材及び前記接着層は、屈折率が互いの０．１以内である、項目１７に記載の物品
。
〔２０〕
　前記低Ｔｇ高分子成分は、少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポリマーを含む、
項目１８に記載の物品。
〔２１〕
　前記高Ｔｇ高分子成分は、少なくとも１つの（メタ）アクリレート系ポリマーを含む、
項目１８に記載の物品。
〔２２〕
　前記光透過性組成物は、
　５０～８０重量％の低Ｔｇ高分子成分と、
　２０～５０重量％の高Ｔｇ高分子成分と、を含む、項目１８に記載の物品。
〔２３〕
　前記接着面の永続的な特徴である前記微細構造化パターンは、物品が前記接着面上の前
記微細構造化パターンに接触することで、微細構造化パターンが可逆的に変形するように
、変形可能である、項目１７に記載の物品。
〔２４〕
　前記物品は、導光体を含む、項目１７に記載の物品。
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              米国特許出願公開第２０１１／００３９０９９（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１１／０９１０２６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００９－５０７９５３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０９Ｊ　　　７／０２　　　　
              Ｂ３２Ｂ　　　３／２６　　　　
              Ｂ３２Ｂ　　２７／００　　　　
              Ｃ０９Ｊ　１３３／０４　　　　
              Ｃ０９Ｊ　２０１／００　　　　
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